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Abstract (en)
[origin: WO8601914A1] An improved photolithographic process for manufacturing an electrical device, such as an integrated circuit device, which
comprises coating a material (30) with a positive photosensitive coating layer (40) containing an unbleachable absorbing agent such as a dye
capable of absorbing electromagnetic radiation of predetermined wavelength. The dye is used in an amount sufficient to absorb enough radiation to
prevent any substantial reflection back through the photosensitive coating layer (40) of radiation initially passing through the layer from an external
radiation source to the material (30) beneath said photosensitive coating layer (40). The photosensitive coating layer (40) is exposed to a light
image to pattern said photosensitive layer (40) and then developed to selectively remove portions of said photosensitive coating (40) whereby the
substantial absence of reflected light will permit the formation of a sharply defined image conforming to the selective light pattern transmitted to the
photosensitive coating (40).

Abstract (fr)
Un procédé photolithographique de fabrication d'un dispositif électrique, tel qu'un dispositif à circuit intégré, comprend le revêtement d'un matériau
(30) avec une couche de revêtement photosensible positif (40) contenant un agent d'absorption indécolorable, tel qu'un colorant capable d'absorber
des rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde prédéterminée. Le colorant est utilisé en une quantité adéquate pour absorber
suffisamment de rayonnements pour empêcher toute réflexion sensible à travers la couche de revêtement photosensible (40) de rayonnement ayant
initialement traversé cette couche allant d'une source extérieure de rayonnements jusqu'au matériau (30) situé sous cette couche de revêtement
photosensible (40). La couche de revêtement photosensible est exposé à une image lumineuse pour former un dessin sur la couche photosensible
(40), et ensuite développée pour enlever sélectivement des parties du revêtement photosensible (40), l'absence sensible de lumière réfléchie
permettant alors à une image nettement définie de se former en conformité avec le modèle lumineux sélectif transmis au revêtement photosensible
(40).
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